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@ Gasentladungsanzeigevorrichtung mit einer Nachbeschleunigungsstrecke.

@ Bei einem Biidschirm, bei dem Elektronen aus einem
Plasma gezogen, auf mehrere kV nachbeschleunigt und
schlieBlich auf einen Leuchtschirm gelenkt werden, steigt die
Plasmabrennspannung mit zunehmender Betriebszeit an.
Um diesen Storeffekt auszuschaiten, wird vorgeschlagen, die
Nachbeschleunigungskathode {14) mit einer Schicht (Im-
plantationsschutzschicht 22) aus einem Metall zu liberziehen,
das aus den Untergruppen A der vierten bis achten Gruppe
und aus der funften oder sechsten Periode des Periodensy-
stems der Elemente stammt und hochschmelzend ist
(Schmelztemperatur >1730°C). Der Vorschlag basiert auf
dem Befund, daB der Spannungsanstieg die Folge eines
Druckabfalls in der Gasfiillung ist und daf8 dieser Druckver-
lust dadurch zustandekommt, daB Gasionen auf der Nachbe-
schleunigungsstrecke erzeugt und die Nachbeschleuni-
gungskathode (14) implantiert werden. Die Implantations-
schutzschicht {22) bewirkt, daB der Brennspannungsanstieg
erheblich verzogert wird und bei einem niedrigeren Niveau
zum Stilistand komm?. Vorzugsweise besteht die Implantati-
onsschutzschicht (22) aus Ta, Wo oder Re und ist zwischen
510 3um und 410 2um dick.

Hauptanwendungsgebiet: Flachbildschirme,
dere fir Datensicht- oder Fernsehgeréate.
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Gasentladungsanzeigevorrichtung mit einer Nachbeschleu-
nigungsstrecke.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anzeigevorrichtung
gem8B dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein solches Plas-
mapanel gehdrt zum Gegenstand der #lteren, noch nicht
vertffentlichten Patentanmeldung P 32 07 685.

Bel dem Flachbildschirm der zitierten Anmeldung werden
Elektronen einer Gasentladung durch selektiv getffnete
LScher einer Steuereinheit in einen plasmafreien Raum
geschickt, in dem sie Energien von einigen kV aufnehmen
und schliefSlich auf einem Leuchtschirm Lichtpunkte er-
zeugen.

Mit dem Konzept der getremnnten Elektronenerzeugung und
-beschleunigung kann man berelts farbige Videobilder in
durchaus skzeptabler Qualitit darstellen. Es ist aller-
dings noch nicht gelungen, alle wichtigen Betriebspara-
meter auch {iber léngere Betriebszeiten hinweg stabil zu
halten. So steigt vor &llem die Bremnspannung des Plas-
mas regelmifiig an und kann, wenn der Bildschirm stindig
hellgeschaltet ist, schon nach wenigen hundert Betriebs-
stunden den zweifachen Wert annehmen. Eine derartige
Spannungsdrift stellt enorme Anforderungen an die An-
steuerschaltung und die Kathode und sollte unbedingt
vermieden werden.

In der DE-OS 29 29 270 wird deshalb auch schon diskutiert,
das Display mit Hp zu fillen, eine Al-Kathode zu verwen-
den und die Kathodenoberfléiche wihrend der Gasentladung .
stindig unter einer diinnen Oxidschicht zu halten. Die - .
Praxis hat Jedoch gezeigt, daB8 diese MaBnahmen vor allem
in Fdllen, in denen das Display léngere Zeit durchgehend
Les 1 1k/2.8.1983
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in Funktion ist, noch nicht ausreichen. Die Verhiltnisse
werden auch nicht wesentlich besser, wenn men zu anderen
Gasen oder Deckschichten tibergeht, etwa zu einer Ne-Ar-
Mischung und einer Mg0/A1203-Ta/Mo-Haut (IBM Techn.Discl.
Bull.25 (1982) 658).

Der Erfindung liegt die Auigabe zugrunde, ein Plasmapa-
nel der eingangs genannten Art so weiterzuentwickeln,

daf die Brennspannung konstant bleibt, und zwar insbeson-
dere auch unter Dauerbelastungen. Diese Aufgabe wird er-
findungsgemiB durch eine Anzeigevorrichtung mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 1 geldst. Dabei bedeutet die
Angabe "hochschmelzend", da8 die (mittlere) Schmelztem-
peratur {iber 1730°C liegt.

Der Ldsungsvorschlag geht von der Beobachtung aus, da8
die Hauptursache fiir den Stbrspannungsanstieg ein allm#h-
liches Absinken des Gasdrucks ist. Im Nachbeschleuni-
gungsraum werden Ionen erzeugt, die auf die Nachbeschleu- |
nigungskathode aufprallen und dort zu einem Teil
eingefangen werden. Dieser Implantationseffekt, der wvon
der Beschaffenheit des Gases und der Elektrode abhingt
und bei Verwendung von Helium und Aluminium besonders
ausgeprigt ist, kann zu einer Gasaufzehrung bis 40% fiih-
ren.

Die erfindungsgemdB vorgesehene Schutzschicht besteht
aus Materialien, die filir Ionen der hier in Betracht kom-
menden Arten und Energien einen relativ hohen Reflexions-
grad bhaben. Die auf die Schutzschicht treffenden Ionen
geben zwar den gréSten Teil ihrer kinetischen Energie ab,
werden aber in den meisten Fillen wieder zuriickgestreut.
Dauerversuche haben gezeigt, daB: man auf diesem Wege den
Anstiég der Brennspannung ohne weiteres um einen ‘Faktor
>3 verlangsamen und die Spannung selbst auf einem deut-
lich niedrigeren Niveau stabilisieren kann.
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Die Tatsache, daB Metalle mit hoher Kernladungszahl
leichte Ionen stark reflektieren, lst an sich bekannt;
vergleiche hierzu Nucl.Instr. and Meth. 132 (1976) 647.
Diese Arbeit liegt allerdings auf einem fremden Gebiet
und hat eine andere Zielsetzung; es geht dort - im Rah-~
men einer kontrollierten Kernfusion -~ vormehmlich darum,
Aufschliisse liber die Energie- und Dichteverteilung der
reflektierten Ionen zu erhalten.

Die erfindungsgemiB vorgesehene Schutzschicht ist norma-
lerwelse zwischen 10~ und 10-Tum, vorzugsweise zwi-~
schen 5-10-3}:1:; und h-10‘2}zm, dick. Das Schichtmetall ist
am besten ein Element aus der Untergruppe A der vierten
bis siebten Gruppe und sechsten Periode des Periodensy-
stems. Die Schutzschicht braucht tibrigens, wie sich erge-
ben hat, durchaus nicht vollst&ndig aus dem Metall zu
bestehen; man kommt auch dann zu einwandfreien Ergebnis-
sen, wenn die Schichtoberfliche durch einen chemischen
Proze, etwa durch eine Oxidation, gehidrtet ist.

Weltere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand zusidtzlicher Anspriiche.

Der Losungsvorschlag soll nun anhand eines Ausfﬁhrungs—'

beispiels, in Verbindung mit der beigefiigten Zeichnung,

nidher erliutert werden. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 das Ausfihrungsbeigpiel in einem schematischen
Seltenschnitt;

Fig. 2 die Brenmnspannung in Abhiingigkeit von der Be-

triebszeit, und zwar beli Verwendung einer unge-
schiitzten Nachbeschleunigungskathode; und

Fig. 3 den gleichen Parameter, mit einer Implantations-
schutzschicht auf der Nachbeschleunigungskathode.

Das dargestellte Panel, das flir ein Datensichtgerdt ge-
dacht ist, enth#lt eine Vakuumhiille mit einer Frontplat-
te 1, eilner Riickplatte 2 und einer Steuereinheit 3. Alle
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drel Teile erstrecken sich in zueinander parallelen Ebe-
nen. Die Steuereinheit teilt dabei das Hilleninnere in
einen Gasentladungsraum 4 und einen Nachbeschleunigungs-
raum 5. '

Die Riickplatte 4 ist auf ihrer Vorderseite mit mehreren,
zueinander parallelen Leiterstreifen (Plasmakathoden 6)
versehen., Die Frontplatte 1 trédgt auf ihrer Riickseite
eine kathodolumineszente Schicht 7 und eine durchgehende
Schichtelektrode (Nachbeschleunigungsanode 8). Die Steu-
ereinhelt 3 umfaBft zwel Trigerplatten 9, 10, die beidsei-
tig Jjeweils mit Elektroden beschichtet sind. Die hintere
Platte 9 tragt auf ihrer Riickseite Zeilenleiter 11 und
auf lhrer Vorderseite Spaltenleiter 12. Die Leiter beider
Leiterscharen stehen senkrecht zueinander, sind einzeln
ansteuerbar und bilden zusammen die eigentliche Steuer-
matrix. Die vordere Platte 10 ist riickseitig mit zeilen-
leiterparallelen Tetrodenleitern 13 und frontseitig mit
einer ganzflichig aufgebrachten, ca. %pm starken Ni-Pen-
tode (Nachbeschleunigungskathode 14) versehen. Die gesam-
te Steuereinheit hat im Bereich Jjedes Matrixelements eine
durchgehende Offnung 15 und ist gegen die Riick~ und Front-
platte Jeweils durch einen Abstandsrahmen 16 bzw. 17 di-
stanziert. Alle Teile sind iiber Glasloinihte 18, 19, 20,21
und 23 vakuumdicht miteinander verbunden.

- Die Nachbeschleunigungskathode 14 ist, wie der Figur 1

zu entnehmen, mit einer weiteren Metallschicht (Implan-
tationsschutzschicht 22) bedeckt. Diese Schicht - sie
hat eine Dicke zwischen 10-2}m und 2-10-2}m und besteht
aus Wo - ist in einer liblichen Vakuumtechnik aufgetragen.

Un den Stabilisierungseffekt der Implantationsschutz-
schicht zu demonstrieren, wurde die Brennspannung Up,
genessen in V, als Funktion der Betriebsdauer t, gemes-
sen in h, aufgenommen, und zwar mit einer Z/um dicken Ni-
Nachbeschleunigungskathode, die einmal ungeschiitzt war
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(Fig. 2) und einmal eine 4-10-2):::1 dicke Ti-Schicht trug
(Fig. 3). In beiden Fi#llen wurde das Display dynamisch
angesteuert. Ein Vergleich der beiden Kurven zeigt, daB
die Schutzschicht den Spannungsanstieg erheblich verzs-
gert, auf geringere Werte begrenzt und dariiber hinaus
sogar auch noch die Einschaltspannung absenkt.

Im Betrieb des Displays brennt jewells zwischen einer
der Plasmakathoden und einem der Zeilenleiter eine keil-
£6rmige Gasentladung. Dieses Plasma wird zeilenleiter-
weise fortgeschaltet, und wdhrend der Tastzeit eines Zei-
lenleiters erhalten simtliche Spaltenleiter die zugehtri-
ge Zeileninformation. Die Elektronen werden entsprechend
dieser Information durch die Steuérﬁffnungen geschleust,
treten dann als punktfSrmige Elektronenstrahlen in den
Nachbeschleunigungsraum und werden dort - beschleunigt
auf 4kV - auf die Phosphorschicht gebracht. Weitere Be-
triebs- und Konstruktionseinzelheiten gehen aus der ein-
gangs zibierten Offenlegungsschrift oder aus dem in "Elek-
tronik" 14 (1982) 79 erschienenen Artikel hervor.

Die Erfindung beschrénkt sich nicht nur auf die darge-
stellte Ausflihrungsform..So ist es ohne Belang, wie die
Gasentladung erzeugt wird und welche Form sie erhilt;

in Frage kommt deshaldb belspielsweise auch ein stati--
sches Querplasma. Davon abgesehen ktnnte man auch die
Implantationsschutzschicht als eine Legierung auf der
Basis eines der beanspruchten Werkstoffe realisieren und
ggf. ihre Oberfliche auf andere Weise - etwa durch Um-
wandlung in ein Carbid, Borid oder Silicid - vergiiten.
Die Schutzschicht braucht im iibrigen auf ihrer Unterlage
nicht sonderlich fest zu haften. Im Gegenteil: Bei einer
relativ lockeren Haftung k¥nnen die - ohnehin nur zu
einem geringen Teil - in die Schicht eingedrungenen und
zur Grundmetallisierung hin diffundierenden Ionen durch
eine relativ portse Grenzfliche wieder in den Gasraum
zurlickkehren. Insofern kdnnte sich auch eine mehrlagige
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Schutzschicht empfehlen. SchlieBlich bleibt es dem Fach-
mann unbenommen, auch andere implantationsgef@hrdete
Oberflédchen mit der hier vorgeschlagenen Schutzschicht
zu iiberziehen.

7 Patentanspriiche

3 Figuren
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Patentanspriiche

1. Gasentladungsanzeigevorrichtung mit folgendem Aufbau:
1a) eine vakuumdichte Hille mit zwei zueinander paralle-
5 len, in Betrachtungsrichtung hintereinander liegen-
- den Wandplatten (Frontplatte, Riickplatte) ist mit
einem Gas gefiillt;
b) eine in der Hiille befindliche, regelmi#Big gelochte
Steuereinheit teilt das Hiilleninnere in einen hinte-

10 ren und einen vorderen Raum (Gasentladungsraum bzw.

Nachbeschleunigungsraum) ; |

c) im Gasentladungsraum befindet sich mindestens eine
Kathode (Plasmakathode) und mindestens eine Anode
(Plasmaanode) ;

15 d) die Frontplatte trigt auf ihrer Riickseite eine katho-
dolumineszente Schicht und eine Schichtelektrode
(Nachbeschleunigungsanode);

e) die Steuereinheit enthi@lt mindestens eine parallel
zu den Wandplatten erstreckte Elektrodenebene mit

20 wenigstens einem Leiter;

und folgender Betriebsweise:
2a) zwlischen den Plasmaelektroden brennt eine Gasentla-
dung;
b) zwischen der Nachbeschleunigungsanode und dem Leiter

25 (Nachbeschleunigungskathode) der vordersten Elektro-
denebene liegt eine Hochspannung > 1kV, wobei der Ab-
stand zwischen beiden Nachbeschleunigungselektroden
so gering ist, daB im Nachbeschleunigungsraum keine
Gasentladung geziindet wird;

30 dadurch gekennzelchnet, daB

1f) die Nachbeschleunigungskathode (14) mit einer Schicht
(Implantationsschutzschicht 22) aus einem hochschmel-
zenden Metall iiberzogen ist, das aus den Untergruppen A
der vierten bis achten Gruppe und aus der fiinften bis

35 sechsten Periode des periodischen Systems der Elemen-
te stammt.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 das Schichtmetall aus den Unter-
gruppen A der vierten bis siebten Gruppe und der sech-
sten Periode stammt.

3« Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zelchnet, daB das Schichtmetall Zr, Nb, Mo, Ta,
Wo oder Re ist. '

4, Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, d a-~-
durch gekennzeichnet, daB die Im-
plantationsschutzschicht (22) auf ihrer Oberfliche oxi-
diert oder carboriert ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, d a -
durch gekennzeichnet, daB die Im-

plantationsschutzschicht (22) zwischen 10~ und 10‘1)am

insbesondere zwischen 5~10‘3}1m und 4-10-2pm, dick ist.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, d a -
durch gekennzeichnet, daB8 die Nach-
beschleunigungskathode (14) aus Nickel oder Aluminium
besteht und zwischen 0,5}am und 10].zm dick ist.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, d a -
durch gekennzeichnet, daB die Gas-
flillung zumindest teilweise aus He besteht.

4
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